UMIVERSITAT

DEUSISSEBHU R G tVt

Stationire Prozesssimulation (1V, 20)

& [t Das Simulationsprogramm Aspen™
ermoglicht die Modellierung ver-
schiedenster stationarer verfahrens-

1 : technischer Prozesse. Die Prozess-

el ) entwicklung erfolgt auf einer grafi-

[P e e 2% schen Benutzeroberfliche durch

- ' Auswahl der bendtigten Apparate

und ihre Verknupfung durch Stoff-

SR oo e | B IS A S I strome. Fur die einzelnen Apparate

e e | R wie z. B. Reaktoren, Trennkolonnen

oder Absorber konnen verschiedene

Modellierungen gewahlt werden. Die Beschreibung der thermophysikalischen Stoffeigen-

schaften und des thermischen Zustandsverhaltens erfolgt mit Hilfe thermodynamischer
Stoffmodelle, deren Parameter in den implementierten Datenbanken abgespeichert sind.
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In der Vorlesung werden die wesentlichen Grundlagen der stationaren Prozesssimulation
vermittelt.

In den begleitenden Ubungen wird die Benutzung des Prozesssimulationsprogramms
Aspen Plus™ an zahlreichen Beispielen demonstriert. Daruber hinaus wird die Moglichkeit
geboten, selbststandig verschiedene Trenn- und Reaktionsprozesse mit Hilfe des Pro-
gramms zu modellieren.

Umfang: 1V, 2 U (im Sommer- und Wintersemester)

Prufung: mundliche Einzelprufung (30 min.)
Betreuer: Dr. Ch. Pasel

Begleitende Literatur:

J.D. Seader, E.J. Henley

Separation Process Principles
John Wiley & Sons, 2. Auflage (2006)

Ulimann's Modeling and Simulation
Wiley-VCH(2007)
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